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Rontgenstrahlung zur Herstellung von

Computerchips

(dpa). Im vergangenen Jahrzehnt hat die
Entwicklung der Mikroelektronik immer
neue Rekorde gebracht: Dank Miniaturisie-
rung konnte immer mehr Verarbeitungs-
bzw. Speicherkapazitit auf einem einzigen
kleinen Silicium-Chip untergebracht wer-
den. Heute leistet ein «Westentaschen»-
Computer mehr als die einstigen grossen
«Schrinke», und das zu einem Bruchteil der
damaligen Preise. Zwei Faktoren ermoglich-
ten diese Entwicklung: Zum einen wurden
die Strukturen der auf die Chips eingeétzten
Schaltkreise immer kleiner; bei den neue-
sten Speicherchips messen sie nur noch 1,5
bis 2 Tausendstel Millimeter. Wichtiger
noch aber war zum zweiten die Entwicklung
immer raffinierterer Schaltungstechniken
(Device and Circuit Cleverness). Dabei stieg
die Zahl der Speicherzellen auf einem Chip
in den vergangenen zehn Jahren von 4000
auf 256 000 Bit. Die Informationsmenge hat
sich also um mehr als 60fach erhéht.

In Zukunft jedoch sind durch Schaltungs-
technik allein keine wesentlichen Fortschrit-
te mehr zu erwarten. Trotzdem ist kein prin-
zipieller physikalischer, technischer oder
dkonomischer Grund zu sehen, warum sich
die Silicium-Schaltkreistechnik nicht auch
in den 90er Jahren mit unvermindertem
Tempo weiterentwickeln sollte. Dabei ge-
winnt die weitere Miniaturisierung der
Halbleiterstrukturen an Bedeutung, wie die
Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der
angewandten Forschung unterstreicht.

Fiir die weitere Entwicklung nutzt die Ge-
sellschaft in Zusammenarbeit mit den Fir-
men Siemens, Philips, Telefunken und Euro-
sil die Synchrotron-Strahlung des Berliner

Elektronenspeicherrings Bessy. Die Syn-
chrotronstrahlung entsteht, wenn fast auf
Lichtgeschwindigkeit beschleunigte Elektro-
nen durch Magneten in eine gekriimmte
Bahn gezwungen werden. Sie geben Energie
in Form von Strahlung ab, deren Spektrum
vom infraroten {iber das sichtbare Licht bis
hin zur weichen Rontgenstrahlung reicht.
Bessy wurde Anfang 1982 seiner Bestim-
mung Ubergeben. Sein Licht ist fiir die
Grundlagen- wie fir die angewandte For-
schung zahlreicher Disziplinen gleichermas-
sen wichtig: Es hilft bei der Bearbeitung che-
mischer, physikalischer, biologischer und
medizinischer Fragen.

Kiirzlich wurde nun bei Bessy das Richtfest
fiir das «Institut fiir Mikrostrukturtechnik»
der Fraunhofer-Gesellschaft gefeiert; ab
Mitte néchsten Jahres soll es voll arbeitsfé-
hig sein. Finanziert wird das Institut mit 22
Mio. DM aus Mitteln des Bundesforschungs-
ministeriums sowie des Landes Berlin.
Schon 1977 hatte das Fraunhofer-Institut fiir
Festkorpertechnologie in Miinchen eine Ar-
beitsgruppe zur Entwicklung der Rontgen-
strahl-Lithographie gebildet, an der sich
auch drei der genannten vier Firmen betei-
ligten. Mit der Eréffnung von Bessy siedelte
die Arbeitsgruppe von Miinchen nach Berlin
um. Dort war bei der Planung von vornher-
ein ein Viertel der Laborflache fiir die Erfor-
schung der neuen Halbleitertechnologie
reserviert worden.

Heute wird fir die Produktion von Com-
puterchips sichtbares und ultraviolettes
Licht benutzt. Damit werden die auf einer
Maske vergrossert dargestellten Halbleiter-

Wettbewerb Alters- und Familiensiedlung

«Bergli», Zug

Die Stadt Zug, vertreten durch den Stadtrat,
veranstaltete einen Offentlichen Projekt-
wettbewerb fiir die Alters- und Familiensied-
lung «Bergli» und fiir eine 6ffentliche Griin-
anlage in Zug. Teilnahmeberechtigt waren
Architekten, die ihren Geschiiftssitz mit
stindigem Biirobetrieb oder den Wohnsitz
mindestens seit dem 1. Juli 1982 im Kanton
Zug haben. Den teilnehmenden Biiros wur-
de empfohlen, einen Landschaftsarchitekten
beizuziehen. Fachpreisrichter waren Fritz
Wagner, Stadtarchitekt, Zug, Denis Roy,
Bern, Walter Riissli, Luzern, Peter Stiinzi,
Chef Gartenbavamt Ziirich, Paul Willi-
mann, Windisch, Martin Dgbeli, Zug, Er-
satz. Die Preissumme betrug 50000 Fr. Fiir
Ankiufe standen zusitzlich 5000 Fr. zur
Verfiigung.

Aus dem Programm

Das Wettbewerbsareal umfasst insgesamt
etwa 17250 m? und ist im Besitz der Stadt
Zug. Im Rahmen des Bebauungsplanes Me-
talli-Bergli wurde das Gebiet der Zone des
offentlichen Interesses zugewiesen.

Essind 2 Aufgaben zu verwirklichen:

- Es sind rund 50 Wohnungen zu projektie-
ren flir Betagte sowie fiir Familien, welche
mit Betagten gemeinsam wohnen.

- Ein zusammenhingender Teil des Areals
ist als 6ffentlicher Freiraum zu gestalten.

Die Alterswohnungen sollen relativ komfor-
tabel sein, um alleinstehenden Betagten den
Umzug aus ihren meist grossen Wohnungen
zu erleichtern. Die Familienwohnungen sol-
len ebenfalls so gestaltet werden, dass sie von
Alterswohngemeinschaften oder Behinder-
tenwohngruppen beniitzt werden konnen.
Die Bedingungen des eidgendssischen
Wohn- und Eigentumsférderungsgesetzes
(WEG) gelten als Minimalanforderungen.
Eine Finanzierung durch das WEG soll mog-
lich sein.

Innerhalb der Alterssiedlung ist kein grosse-
res Dienstleistungsangebot vorgesehen. Ent-
sprechende Dienste wie Wiische, Mahlzei-
ten, Therapie, Beratung usw. werden durch
das im Bau befindliche Alterszentrum Herti

Strukturen auf die Siliciumscheibe proji-
ziert. Linsensysteme sorgen dabei fiir eine
mikroskopische Verkleinerung der Struktu-
ren. Auf den Chip wird zuvor ein lichtemp-
findlicher Lack aufgebracht. Wo die Strah-
len auftreffen, verschwindet er. Danach
koénnen die so in den Lack «eingebrannten»
Strukturen in das Halbleiter-Material gedtzt
werden. Diese Produktionsweise hat Gren-
zen: Je feiner die Strukturen, desto kleiner
sind die Staubpartikel, die zu Stérungen fiih-
ren. Der Fertigungsprozess wird daher kiinf-
tig vollautomatisch ablaufen missen. Zu-
dem wird das Linsensystem flir eine weitere
Miniaturisierung immer komplizierter und
damit teurer. Deshalb rechnen die Experten
damit, dass ein Chip mit mehr als vier Mil-
lionen Speicherzellen, der noch in den 80er
Jahren auf den Markt kommen durfte, der
komplizierteste, in konventioneller Technik
produzierte Speicherbaustein sein wird. Sei-
ne Siliciumstrukturen werden immerhin nur
noch 0,5 Tausendstel Millimeter messen.

Mit Hilfe der Rontgenstrahl-Lithographie
dagegen lassen sich Strukturen erreichen,
die kleiner als 0,1 Tausendstel Millimeter
sind. Das konnte die Arbeitsgruppe des
Fraunhofer-Instituts bereits nachweisen. Bei
dieser Technik zeichnen Rontgenstrahlen
mit ihrer wesentlich geringeren Wellenldnge
die mikroskopisch kleinen Strukturen direkt
auf den Halbleiter. Das bringt auch Nachtei-
le, denn die Masken miissen genauso klein
sein wie die erwiinschten Strukturen.

Zur Fertigung der winzigen Masken kann
man Elektronen- oder lonenstrahlen nutzen.
Doch das Elektronenstrahl-Schreiben ist fiir
diesen Zweck noch nicht exakt genug. Nach
den Anforderungen der Berliner Forscher-
gruppe hat Philips jetzt ein neues Elektro-
nenstrahl-Schreibsystem entwickelt, mit
dem die Maskenherstellung erprobt werden
soll.

erbracht. Innerhalb der Alterssiedlung sind
zwei Gemeinschaftsraume vorgesehen.

Die Gestaltung der Freirdume ist als Teil des
stddtischen Freiflichenangebotes zu verste-
hen. Neben den 6ffentlich zugidnglichen und
beniitzbaren Bereichen sollen im Umfeld
der Alterssiedlung auch halboffentliche und
private Aussenrdume fiir die Bewohner ge-
schaffen werden. Von der Gestaltung der of-
fentlichen Fldche wird erwartet, dass Frei-
raume geschaffen werden, welche aktiv
nutzbar sind.

Grundsitzlich steht das ganze Areal als Be-
arbeitungsgebiet zur Verfligung. Die beiden
Gehdolze gelten als Wald und sind zwingend
zu erhalten. Die Lage der Altersbauten ist
freigestellt, jedoch sollte gentigend freie Fla-
che fiir die 6ffentliche Griinanlage zur Ver-
figung stehen. Die Wohnsiedlung kann
durch offentliche Wege begangen werden.
Die Bediirfnisse der Bewohner nach Privat-
heit und Ruhe sind aber zu berticksichtigen.

Raumprogramm: 10  Ein-Zimmer-, 30
ZweiZimmer- und 10 Fiinf-Zimmerwohnun-
gen, Bastelraum, Mehrzweckraum, die tibli-
chen Nebenrdaume sowie Rdume fiir techni-
sche Installationen, 38 Parkpliitze.
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